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Najdluzszy czas trwania patentu do dnia 11 stycznia 19350 r.

Zmane sa sposoby niszczenia szkodnikéw
roélinnych za pomoca chloropikryny. Spo-
s6b tepienia szkodnikéw tytoniowych za
pomocy chloropikryny jest opisany w pa-
tencie nr 20940, wedlug ktérego odparo-
wuje si¢ wzglednie rozpyla roztwér chloro-
pikryny w rozpuszczalniku bardziej od niej
lotnym lub w mieszaninie takich rozpu-
szczalnikow.

Przy blizszym badaniu dzialania chloro-
pikryny na szkodniki roélinne surowca ty-
toniowego spostrzezono, ze mozna stosowaé
ze znacznie lepszym skutkiem odparowy-
wanie lub rozpylanie roztworu chloropikry-
ny w pomieszczeniu zawierajacym surowiec

tytoniowy, jezeli temperatura otoczenia
wynosi od 20 do 35°C, przy czym wzgledna
wilgotno$é powietrza jednoczesnie wynosi
okolo 90%. Temperatura powyzej 35°, jak-
kolwiek sprzyjataby latwiejszej dyfuzji,
bylaby jednakze szkodliwa ze wzgledu na
nadmierne wysuszenie tytoniu.

Zauwazono dalej, ze skuteczniejsze
dzialanie uzyskuje sig, jezeli strumieni roz-
pylanego lub odparowywanego roztworu
chloropikryny w powyzszych warunkach
pracy kieruje si¢ nie bezposrednio na sam
odkazany material tytoniowy, lecz na $cia-
ny i pulap wzglednie sufit pomieszczenia,
w ktérym znajduje si¢ ten material.



Zastrzezenia patentowe,

1. Sposéb tepienia szkodnikéw tyto-
niowych za pomoca chloropikryny wedlug
patentu nr 20 940, znamienny tym, ze odka-
zanie roztworem chloropikryny przeprowa-
dza si¢ w pomieszczeniu, zawierajacym od-
kazany material, w temperaturze otoczenia
od 20 do 35°C przy jednoczesnej wzglednej
wilgotnosci powietrza okolo 909%.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny

tym, ze strumien rozpylanego lub odparo-
wywanego roztworu chloropikryny kieruje
sie nie bezposrednio na material odkazany,
lecz na sciany i pulap wzglednie sufit po-
mieszczenia zawierajacego odkazany ma-
terial,

Maria Schoene.
Zastepca: Inz. W. Tymowski,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego i Ski, Warszawa.
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